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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年2月16日(2017.2.16)

【公表番号】特表2015-521367(P2015-521367A)
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【年通号数】公開・登録公報2015-047
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月21日(2016.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　極端紫外光又は深紫外光により劣化した撮像センサを修復する装置であって、
　極端紫外光又は深紫外光の少なくとも一方の被曝により劣化した撮像センサを、少なく
とも部分的に修復するのに適した照射で撮像システムの撮像センサの一部を選択的に照射
できる修復照射システムと、
　前記修復照射システムに通信可能状態で接続し、一周期以上の照射サイクルで前記撮像
センサを照射するように前記修復照射システムを管理する制御装置と、
　を備えた装置。
【請求項２】
　前記撮像センサは、半導体撮像センサを備えた請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記撮像センサは、電荷結合素子（ＣＣＤ）センサ又は時間遅延積分（ＴＤＩ）センサ
の少なくとも一つを備えた請求項１記載の装置。
【請求項４】
　前記修復照射システムは、極端紫外光及び深紫外光の少なくとも一方の被曝により劣化
した撮像センサを、少なくとも部分的に修復するのに適した光を発生可能な一つ以上の照
射光源を含む請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記修復照射システムは、前記撮像センサの基板による吸収に適した波長の光を発生可
能な一つ以上の照射光源を含む請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記修復照射システムは、前記撮像センサの劣化を大幅に避けるのに十分に大きい波長
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の光を発生可能な一つ以上の照射光源を含む請求項４記載の装置。
【請求項７】
　前記修復照射システムは、近赤外領域内、可視領域内、及び近紫外領域内の少なくとも
一つの領域内の波長の光を発生可能な一つ以上の照射光源を含む請求項４記載の装置。
【請求項８】
　前記修復照射システムは、３５０ｎｍと９００ｎｍとの間の波長の光を発生可能な一つ
以上の照射光源を含む請求項４記載の装置。
【請求項９】
　前記修復照射システムは、修復温度の閾値を超えて基板を加熱できる光を照射可能な一
つ以上の照射光源を含む請求項４記載の装置。
【請求項１０】
　前記修復温度の閾値は、６０℃である請求項９記載の装置。
【請求項１１】
　前記修復照射システムは、修復温度の閾値より高く、及び劣化閾値より低く基板を加熱
できる光を照射する一つ以上の照射光源を含む請求項９記載の装置。
【請求項１２】
　前記修復照射システムは、基板を６０℃と８０℃との間で加熱できる光を照射する一つ
以上の照射光源を含む請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
　前記修復照射システムは、前記撮像センサを選定された時間間隔で連続的に照射する一
つ以上の照射光源を含む請求項４記載の装置。
【請求項１４】
　前記修復照射システムは、前記撮像センサを選定された時間間隔で照射する一つ以上の
照射光源を含み、
　前記照射光源は、露光時間が選定されている二つ以上の露光間隔で前記撮像センサを照
射する請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
　前記修復照射システムは、選定されたパルス持続時間及び周波数とを有する周期的な波
形で前記撮像センサを照射する一つ以上のパルス照射光源を含む請求項４記載の装置。
【請求項１６】
　前記修復照射システムは、一つ以上の照射光源を含み、前記一つ以上の照射光源は、発
光ダイオード、広帯域ランプ及びレーザの少なくとも一つを含む請求項４記載の装置。
【請求項１７】
　前記修復照射システムは、
　一つ以上の照射光源と、
　一つ以上の照射光源の出力と一つ以上の撮像センサとの間に一時的な照射光路を選択し
て設けることができる作動可能ミラーと、
　を備えた請求項１記載の装置。
【請求項１８】
　前記修復照射システムの前記一つ以上の照射光源は、前記撮像システムの前記照射光路
に対して軸外の方向に前記一つ以上の照射センサを照射する請求項１記載の装置。
【請求項１９】
　前記撮像センサの一部に設けた熱監視装置をさらに備え、前記熱監視装置は前記制御装
置に通信可能状態で接続している請求項１記載の装置。
【請求項２０】
　前記制御装置は、前記熱監視装置に応答して前記一つ以上の照射光源によって前記撮像
センサの選定された温度を設定する請求項１記載の装置。
【請求項２１】
　前記制御装置は、前記熱監視装置に応答して前記一つ以上の照射光源によって前記撮像
センサの選定された温度を保持する請求項１記載の装置。
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【請求項２２】
　極端紫外光又は深紫外光により劣化した撮像センサを修復する方法であって、
　極端紫外光又は深紫外光の少なくとも一方の被曝により劣化した撮像センサを少なくと
も部分的に修復するのに適した照射で撮像システムの前記撮像センサの一部を照射する工
程と、
　前記撮像センサの温度を監視する工程と、
　前記撮像センサの監視温度に応答して、前記撮像センサに照射する光の出力レベルを調
整することにより前記撮像センサの前記温度を設定する工程又は保持する工程と、
　を備えた方法。
【請求項２３】
　前記制御装置は、前記撮像センサが非撮影状態の間に一周期以上の照射サイクルで前記
撮像センサを照射するように前記修復照射システムを管理する
　請求項１記載の装置。
【請求項２４】
　前記極端紫外光又は深紫外光の少なくとも一方の被曝により劣化した撮像センサを少な
くとも部分的に修復するのに適した照射で撮像システムの前記撮像センサの一部を照射す
る工程は、極端紫外光又は深紫外光の少なくとも一方の被曝により劣化した撮像センサを
少なくとも部分的に修復するのに適した照射で前記撮像センサが非撮影状態の間に撮像シ
ステムの前記撮像センサの一部を照射する工程を含む
　請求項２２記載の方法。
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